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第 3 章( 1 )は、半導体の仕事関数を中心として、接触水素波の発生機構を論じている。この結果、
仕事関数が水銀より大きい半導体は接触水素波を与え、これに寄与しているものは伝導帯中の伝導屯














成と触媒物質である R- S H (R はタンパクの残基)の吸脱着現象が要因であることを解明している。
第 8 章は、各章の結果の要点をまとめたものである。
論文の審査結果の要旨
本論文は、ポーラログラフ法において機構解明が充分で、なかった接触水素波の問題について、電極
反応の触媒となる物質を一般に半導体と見なすことができることを見出し、その立場から従来の諸問
題点に明快な説明が加えられることを触媒に対する放射線の影響をも含めて実験的に証明したもので
ある。そして、この種触媒の水素の電解法への応m について新しい而を聞いた。
このように本論文は、電気化学並びに放射線化宇むよびこの方面iの工学に寄与するところが大きく、
博士論文として価値あるものと認める。
- 182 -
